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(57) Плазмотрон, содержащий секциониро-
ванную межэлектродную вставку и сопло с
цилиндрическим выходным участком кана-
ла, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что * снал сопла
выполнен с входным конусообразным участ-
ком, сужающимся в направлении к цилинд-
рической поверхности выходного участка
канала, при этом отношение диаметра кана-
ла межэлектродной вставки к диаметру ци-
линдрического участка канала сопла
составляет 2,0...4,0, а отношение высоты ци-
линдрического участка канапа сопла к высо-
те канала сопла составляет 0,25...0,50. С

Изобретение относится к машинострои-
тельной промышленности, в частности к об-
работке деталей и инструмента.

Наиболее близким по технической сущ-
ности к заявляемому является плазмотрон
косвенного действия с секционированной
межэлектродной вставкой и отношением ди-
аметра канала вставки dk к диаметру отвер-
стия сопла dc, равным 1.

Недостатком этого плазмотрона являет-
ся низкая концентрация теплового потока и
низкая скорость охлаждения поверхностных
и подповерхностных слоев нагреваемого
металла, что не обеспечивает требуемой
твердости закаленной структуры упрочнен-
ного слоя.

Задачей изобретения является повыше-
ние качества закалки путем повышения
плотности тепловой мощности плазмотрона
и скорости охлаждения материала

Поставленная задача решается тем, что
плазмотрон включает секционированную
межэлектродную вставку и сопло с входным
сужающимся конусным и выходным цилин-
дрическими участками, отношение диамет-
ра канала вставки к диаметру выходного
отверстия сопла составляет dk/dc = 2,0-4,0,
а отношение высоты цилиндрического уча-
стка канала сопла Іц к высоте канала сопла
!с - )ц/»с » 0,25-0,50.

На чертеже показан общий вид плазмот-
рона.

Плазмотрон содержит катод 1 с вольф-
рамовым электродом, секционированную
межэлектродную вставку 2, изготовленную
из меди, и медное сопло 3. Внутренний ка-
нал сопла 3 выполнен с входным конусооб-
разным и выходным цилиндрическим
участками. Межэлектродная вставка 2 вы-
полнена с внутренним цилиндрическим ка-
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налом, отношение диаметра которого к диа-
метру цилиндрического участка канала со-
пла составляет 2...4. Отношение высоты
цилиндрического участка канала сопла 3 к
высоте канала сопла составляет 0,25.. 0,5.

Нагрев материалов плазменной струей
плазмотрона осуществляется путем переда-
чи эффективной тепловой мощности струи
Цэ = ?/n * ifc * Q через площадь пятна нагрева
SH, которую с достаточной точностью при
малых расстояниях от среза сопла до обра-
батываемой поверхности можно предста-
вить как площадь сечения выходного
отверстия сопла SH = л: • d?/4. Здесь Гцг
КПД плазмотрона, rjc - КПД струи, Q -
полная тепловая мощность, подводимая к
плазмотрону. Для плазмотрона с секциони-
рованной межэлектродной вставкой КПД
плазмотрона Г)п •• 0,45-0,50, что обусловлено
долей полной подводимой тепловой мощно-
сти (определяемой режимом электропита-
ния), уносимой водой, охлаждающей
отдельные конструктивные элементы, т.е.

анодный и катодный узлы и секционирован-
ную межэлектродную вставку. КПД плаз-
менной струи определяется потерями
энергии на излучение и нагрев о кружа юще-

5 го струю атмосферного воздуха. При малых
расстояниях от среза сопла до нагреваемой
поверхности (4-6 мм) при dc e 5-8 мм и йк в

=15-20 мм т/с = 0,988. Следовательно, при
полной подводимой тепловой мощности Q =

10 =30000 Вт, эффективная тепловая мощность
плазменной струи составит q3 = 14700 Вт.

Плотность тепловой мощности qi = q3/SH
составит qi = 0,8 • 105 Вт/см2.

Повышение плотности тепловой мощ-
15 ности на два порядка по сравнению с про-

тотипом изменяет тепловые свойства
плазменной струи как источника нагрева ма-
териалов и позволяет считать ее высококон-
центрированным источником нагрева с

20 реализацией в нагреваемом материале
сверхбыстрых процессов закалки с более
высоким уровнем твердости, недостижимым
при нагреве обычными источниками тепла.
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